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Pismo: KC-zp.272-134/21                                         Kraków, 2021-05-28                                                                    			

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2 – ZMIANY SWZ

W dniu 2020-05-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa dwuźródłowej napylarki/naparowywarki dla ACMiN AGH - KC-zp.272-134/21

Treść zapytania brzmi następująco:

1. System rozpylania/odparowywania termicznego z podwójnym źródłem oraz Źródło rozpylania jonowego Zamawiający wymaga aby system był wyposażony w magnetrony do napylania metali i ceramiki, jednocześnie wymagając stałoprądowego zasilacza magnetronowych. Aby umożliwić napylanie materiałów ceramicznych, należałoby zastosować zasilanie zmiennoprądowe. Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie czy układ magnetronowy ma być wyposażony z zasilanie stałoprądowe DC czy zmiennoprądowe RF? 

2. Komora próbek oraz Dwustopniowy system wysokiej próżni a) Zamawiający wymaga, aby minimalne wymiary komory próżniowej wynosiły 14 cali na 14 cali oraz aby wydajność pompy turbomolekularnej wynosiła minimum 60l/s. Z naszego doświadczenia wynika, iż do zapewnienia odpowiedniej wysokości próżni bazowej (na poziomie przynajmniej 5x10-7mbar) oraz odpowiednio krótkiego (użytecznego z perspektywy użytkownika) czasu odpompowywania, dla wymaganej przez Zamawiającego objętości komory o wymiarach 14 cali na 14 cali, należy zastosować pompę turbomolekularną o wydajności przynajmniej 240l/s. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga zastosowania takiej pompy, o wydajności minimum 240l/s? b) Co Zamawiający rozumie przez automatyczny podnośnik? Czy jest to obrotowy stolik na próbki sterowany automatycznie z poziomu układu sterowania? 

3. Źródło termiczne Zamawiający wymaga aby zasilanie źródeł termicznych było o mocy minimum 1kW. Standardowo wykorzystywane w ewaporacji termicznej zasilacze, posiadają moc równą 800W (8V/100A). Jest to moc wystarczająca do typowych procesów parowania z popularnymi materiałami, a tego typu zasilacze są stosowane przez większość użytkowników na rynku. Istnieje możliwość wykorzystania zasilaczy wyższej mocy jak np. wymagane 1kW. Wiązę się to jednak bezpośrednio z wyższym kosztem aparatury. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza system wyposażony w dwa źródła ewaporacji termicznej, o mocy 0,8 kW każde, z możliwością przełączania i sterowaniem z poziomu panelu sterującego?

4. Źródło rozpylania jonowego a) Zamawiający wymaga, aby źródła magnetronowe były wyposażone w układ zasilający o mocy minimum 1kW oraz współpracowały z targetami o średnicy 2cali. Typowo wykorzystywanymi w sputteringu magnetronowym zasilaczami dla targetów o średnicy 2”, są zasilacze o mocy 850W. Zasilacze wyższej mocy są stosowane dla większych dział magnetronowych, pracujących z większymi targetami jak np. 3” czy 4”. Istnieje możliwość wyposażenia działa magnetronowego 2” w zasilacz o wyższej mocy, co stanowi o wyższym koszcie urządzenia, nie podnosząc jednocześnie jakości procesów. Tak wysoka moc nie jest konieczna dla targetów 2”. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza system z zasilaniem magnetronów o mocy równej 850W? b) Czy Zamawiający wymaga dwóch niezależnych zasilaczy dział magnetronowych, czy jeden zasilacz z możliwością przełączania pomiędzy dwa działa magnetronowe jest wystarczający? 

5. Kontrola wlotu gazu i Elektroniczny panel sterujący Zamawiający wymaga aby wlot gazu był kontrolowany przez zawór iglicowy i zawór odcinający, jednocześnie wymagając elektronicznego sterowania wszystkich parametrów procesu. Rozumiemy, że tym samym Zamawiający wymaga zastosowania masowych kontrolerów przepływu (ang. MFC) gazów, które są konieczne do pełnej kontroli przepływu z poziomu panelu sterującego?

Odpowiedzi na pytania:
1. W systemie przewidziano zasilanie stałoprądowe, aczkolwiek Zamawiający zaakceptuje wersję RF o analogicznych parametrach, rozpylanie ceramiki jest traktowane jedynie opcjonalnie - priorytetem jest rozpylanie i naparowywanie metali.
2. W systemie przewidziano komorę/klosz o rozmiarach 14'x14' i pompę nie gorszej niż 60 l/s. Przy większej komorze Zamawiający oczekuje zastosowania pompy o proporcjonalnie większej wydajności. Tak więc Zamawiający zaakceptuje pompę o większej wydajności, tak, aby czas pompowania do ciśnienia roboczego był rzędu 15-20 minut. Podnośnik automatyczny to nie sterowany stolik, tylko układ podnoszenia klosza – Zamawiający zaakceptuje także inne rozwiązanie ułatwiające pracę z układem, w zależności od konstrukcji komory.
3. Do grzania oporowego wymagamy zasilania o mocy co najmniej 1 kW. W specyfikacji przewidziano jeden przełączany zasilacz.
4. Dla magnetronu dopuszczamy zasilacz o mocy nie mniejszej niż 850 W, zwłaszcza w wersji RF. W specyfikacji przewidziano jeden przełączany zasilacz.
5. Dopuszczane jest zastosowanie zarówno masowych kontrolerów przepływu bądź innego rozwiązania zapewniającego łatwość kontroli parametrów procesu (np. automatycznie sterowane przesłony dławiące na wejściu pompy turbomolekularnej).
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest:
Źródło rozpylania jonowego:
Minimum 2 źródła magnetronowe o średnicy 2 cali i, zasilane prądem stałym, zasilacz o mocy minimum 1kW, wybór źródła ustawiany na panelu sterującym urządzenia.
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: 
Źródło rozpylania jonowego:
Minimum 2 źródła magnetronowe o średnicy 2 cali i, zasilane prądem stałym, zasilacz o mocy minimum 850 W, wybór źródła ustawiany na panelu sterującym urządzenia.
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